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※概要（Summary）： 
デバイスチップのホール測定を行う際に用いる電極作製

に関して NPF と技術相談した。基板材料は InP、GaAs
とし、電極材質は Ni、Au/Ti、AuGe、AuZn を想定した。

将来的には電極形状を検討したいので装置利用による

支援を希望した。利用する装置は電子ビーム描画装置、

電子ビーム蒸着装置である。 
NPF からの指摘で、以前に電子線レジストのサンプルは

電子ビーム蒸着で成膜するとレジストが割れる障害があっ

た。しかし、装置状況が変わって現状は改善できて、これ

を検証したサンプルを提示された。ポジ型電子線レジスト

で描画し、Ni 膜を蒸着し、リフトオフ法で試作した任意パ

ターンのサンプルだった。 
電子線リソに関しては加工できる最小線幅、Ni 膜厚に関

してはリフトオフ可能な凡その厚みを提示された。以上よ

り、加工に関する懸念が解決した。 
 


